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摘要(译)

等离子体发生装置本发明涉及一种等离子体发生装置，包括阳极，阴极
和细长的等离子体通道，该等离子体通道基本上在从所述阴极到所述阳
极的方向上延伸。等离子体通道具有节流部分，该节流部分布置在所述
阴极和设置在所述阳极中的出口之间的所述等离子体通道中。所述节流
部分将所述等离子体通道分成高压腔室，所述高压腔室位于最靠近阴极
的节流部分的一侧，并且具有横向于等离子体通道的纵向方向的第一最
大横截面表面，并且具有低压力。压力室通向所述阳极并具有横向于等
离子体通道纵向的第二最大横截面，所述节流部分具有横向于等离子体
通道纵向的第三横截面，小于所述第一最大横截面表面和所述第二最大
横截面表面。此外，在所述阴极和所述节流部分之间布置至少一个中间
电极。本发明还涉及等离子体手术装置，这种等离子体手术装置在外科
手术中的用途以及产生等离子体的方法。
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